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Eletrodeposicdo de Biy«Sby para estudo de magneto-transporte e efeito Seebeck em
isolantes topoldgicos
Bruna Fernandes Baptista
Prof. Dr. Milton André Tumelero

Materiais topoldgicos sdo materiais que a estrutura eletrdnica apresenta simetrias
especificas que levam a novas propriedades fisicas, como conducdo superficial sem
dissipacdo térmica e conducao elétrica por elétrons de Dirac. O composto binario Bi.xSby foi 0
primeiro material topol6gico observado experimentalmente, apresentando uma fase isolante
topoldgica quando x esta entre 0,06 e 0,3. Adicionalmente, este material apresenta todas as
caracteristicas fundamentais para o surgimento de propriedades termoelétricas, sendo assim
um 6timo candidato para estudar a relacdo entre as propriedades topoldgicas e termoelétricas.

Neste trabalho, foi realizado a sintese e caracterizagdo estrutural de filmes finos de Bis.
«Sby obtidos pela técnica de eletrodeposicdo, para posterior caracterizacdo elétrica e
termoelétrica. As deposi¢des ocorreram utilizando o método de deposicdo potenciostatica em
uma célula de trés eletrodos, um de trabalho, um de referéncia e outro contra-eletrodo. O
eletrolito escolhido, inicialmente, era composto por 0,5899 g Bi,03, 2,9689 g Ac. Tartarico,
0,1141 g Sb,03 e 7,0 ml de Ac. Nitrico em agua, completando 100 ml de uma solucéo aquosa.
Apb6s o filme estar pronto, foram preparados contatos elétrico, no qual a amostra fica
posicionada no centro de uma placa de cobre isolada, com eletrodos de corrente elétrica nas
extremidades e eletrodo-HALL (eletrodos de tenséo) e de tensdo 4-P dispostos no centro da
amostra. Todos os seis eletrodos séo fixados na amostra utilizando cola prata.

Foram obtidos filmes espessos, cujas cargas de deposicdo estavam entre -10° uC e -
4x10° pC, porém observou-se, na medidas de resistividade, que a resisténcia elétrica é
reduzida pela interferéncia do substrato de ouro no qual o filme fora depositado. Entéo,
decidiu-se por diminuir os valores iniciais dos eletrélitos em 10x, 5x e 5x, respectivamente
(conforme citado acima), mantendo-se fixo apenas a quantidade de ac. Nitrico. Esta alteracédo
foi feita com o intuito de crescer filmes ainda mais espessos, em uma placa de ouro mais fina
em relacdo a placa utilizada até o momento. Esta decisdo foi tomada para evitar o
comportamento de “queloide” que algumas amostras apresentavam, nas quais o filme crescia
e se soltava da placa de ouro, sendo removidos acidentalmente no momento do enxague.

Com estas novas amostras, serdo realizadas medidas de MEV, para observar a
morfologia do filme, se a deposicdo esta ocorrendo de maneira uniforme; também sera feita a
medicdo da espessura dos filmes, além das medidas de resisténcia, esperando-se atingir o
resultado esperado com estes novos parametros.



